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炭化水素分子の金属表面における脱水素化反応は、グラフェン生成や様々な触媒反応の反応素過程であり重要

である。我々は、これまで Cu(410)ステップ表面におけるエチレン(C2H4)分子の吸着状態と反応性を反射赤外吸収

分光法、昇温脱離法ならびに第一原理計算を用いて調べてきた [1]。その結果、C2H4分子はπ結合によりステップ

エッジに吸着し、昇温過程で一部の分子が脱水素化することを見いだした。本研究では、飛来する C2H4分子がど

のように反応するのかを詳細に調べるために超音速 C2H4分子線を Cu(410)表面に照射し放射光 X 線光電子分光法

(SR-XPS)により調べた。 

実験は、大型放射光施設 SPring-8 BL23SUに設置された日

本原子力研究開発機構の表面化学反応ステーションを用いて

行った [2]。Cu(410)試料表面は、1.5 keVの Ar+イオンスパッ

タリングと 773 Kでの加熱サイクルを繰り返すことにより清

浄化した。清浄化した試料表面（表面温度 300 および 500 K）

に並進エネルギー約 2 eVの超音速 C2H4分子線を照射し、反

応後の表面を放射光 X 線光電子分光法(SR-XPS)により測定

した。 

Fig. 1に、並進エネルギー約 2 eVの C2H4分子線を、表面温

度 300K において照射した際の C1s ピークの露出量依存性を

示す。露出量とともに C1sピークが 283.32 eVならびに 284.24 

eV に成長している。これらの結合エネルギーが C2H4分子の

分子状吸着に対応していないことならびに、表面温度 300K

で C2H4分子が分子状で吸着できないことから、脱水素化した化学種が表面に吸着していると考えている。発表で

は、表面温度依存性ならびに C2H4分子線の並進エネルギー依存性についても議論する。 
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Fig. 1 C1sピークの露出量依存性 
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